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Siloxene Teknolojisine Kisa Bakis

5
é _- Devrim Niteligindeki Q-T
A Polisiloksan Sistemi

Siloxene'de, cesitli uygulama faydalari saglamak
Uzere, fonksiyonel olmayan bir silikat tasiyici ile
6zel olarak tasarlanmis organik islevsellikleri bir
araya getiren yeni bir hibrit inorganik/organik
polisiloksan recineler sinifi gelistirdik.

Uriinlerimiz, T-tipi fonksiyonel silanlardan olusan
bir “kabudun” c¢evreledigi, Q-tipi etil silikat
“cekirdek / tasiyicl” yapisina sahiptir. Saglam
tasiyici kismen polimerize edilmistir; bu da hizli
kirlenmeye ve alt tabakalara karsi kontrolll
yapismaya olanak tanir.

Dendritik molekiler mimarileri ve benzersiz
organo-polisiloksan hibrit kimyalari sayesinde,
Siloxene Grlnleri, genis biruygulama yelpazesinde
malzeme o6zelliklerini ve arayiz davranisini
ayarlamak icin ideal bir ¢6zimdir; boéylece
geleneksel silan Grunlerine kiyasla belirgin Gstin
performans sergiler.

Silanlarda Q, T, D, M Terminolojisi

Siloxene malzemeleri, fonksiyonel polimer silanlarin yeni bir sinifidir. Dendritik Q-tipi etil silikat bir tasiyici Gzerine
asilanmis T-tipi silanlardan olusurlar. Bu yapi, D-tipi ve T-tipi silan birimlerinden olusan geleneksel silikon
recinelerden (genellikle polisiloksan olarak da anilir) farkhdir. D-tipi parcalardan tireyen geleneksel silikon yag
ve akiskanlar; kalici, biyobirikimli ve potansiyel olarak tehlikeli nitelikleri nedeniyle giderek artan diizenlemelere
tabidir; buna karsilik Q-T polisiloksanlar dodasi geregi tehlike arz etmez ve genellikle silikon icermez.

Q-Tipi
Dért-koordineli (4-bagh) i 1) é;
Organik silikat G
Kaplama bileseni /Si
Sol-jel &nciil bilesik (0] \O"”ﬁ
T-Tipi D-Tipi
Ug-koordineli (3-bagh) e O\ /0 2] L L'T:iL*;zOVr:giTLiTi (2-bagh)
Kuplaj (arayiiz baglama) ajan Si Si’ Silikon elastomerler
Yapisma gelistirici ajan 0/ \ -
o
M-Tipi
o) Tek-koordineli (1-bagh)
\ - Hidrofobizasyon
- SI__ Siloksanla uc-kapama

Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) — yari iletken enddistrisi



Teknoloj
Avantajlari

Siloxene teknoloji platformu, 5 ayri Grin ailesinde (XenCure™, XenSlick™, XenLink™,

XenBIu™ ve XenRes™) sunulan * . " iglevsel gruplarla fonksiyonlandirilmis Q-T
polisiloksan bilesenleri igerir. ister reaktif ister hidrofobik ézellikler ariyor olun, sizin
icin bir ¢c6zimUmiz var. Siloxene portfoyl genis bir islevsellik yelpazesi sunar;
pek ¢ok uygulamaya uyarlamamiza olanak tanir. Ayrica, . " iglevsel gruplarin,
polisiloksanlarin izosiyanat, epoksi, akrilat ve silanla sonlandirilmis polimerler
(STP’ler) gibi farkli regine sistemlerine gémilmesine olanak tanidigi hibrit ¢ézimler
sunuyoruz.

NANO iCERMEYEN MOLEKULER SIVILAR ¢

Olaganustli performans saglayan ileri malzemelerde nanoparcgaciklara
dayanmayan yeni bir doneme giriyoruz. Nanomalzemeler formulasyonlari
iyilestirmede rol oynamis olsa da, ¢cogu zaman daha genis kabult

sinirlayan guvenlik endiseleri ve mevzuat karmasikliklariyla birlikte gelirler. ‘
Ozellestirilmis nano icermeyen malzemelerimiz, tehlike etiketi gerektirmeden
ve mevzuata uyumlu kalarak, geleneksel nanoparcacik esasli ¢déztimlerin
performansina esdeder olmak veya hatta onlari asmak tizere tasarlanmistir.
Bu, daha glvenli, daha strdirulebilir ve yiksek performansli formilasyonlar
gelistirmede 6nemli bir adimdir.

YAPISAL AVANTA]JLAR

inovatif Siloxene teknolojimiz, geleneksel T-tipi silanlara daha akilli ve
daha verimli bir alternatif sunar. Buytk miktarlar gerektiren monomerik
veya oligomerik formlarin aksine, asili T-silanlarimiz ayni islevselligi
belirgin 6lglide daha az malzemeyle saglar. Bu, yalnizca strdirilebilirligi
iyilestirmekle kalmaz; ayni zamanda net ekonomik avantajlar da sunar.

Patentli bir “cekirdek-kabuk” yapi sayesinde, bilesiklerimizdeki islevsel
gruplar yuksek erisilebilirligini korurken etilsilikat esaslh tasiyici kirlenmeyi
hizlandirir. Bu tasarim, islanabilirlik ve yapisma gibi ylizey 6zellikleri Gzerinde
hassas kontrol saglar ve gelismis formulasyonlar icin idealdir. Yikleme ve
silan tdrleri ayarlanabildiginden, Siloxene teknolojisi glinimuizin teknik
ve mevzuat gerekliliklerini karsilayan, tehlike etiketi gerektirmeyen yliksek
performansli ¢éziimlerin yolunu agar.




Uriinlerimizi
Kesfedin

XenCure™ reaktif islevsel gruplar iceren Q-T polisiloksanlardan olusan bir Grin ailesidir. Bu Grinler, reaktif
kirlenen sistemlerde Ustin katki maddeleri olarak 6ne ¢ikar.

XenSlick™ reaktif olmayan alkil veya diger hidrofobik islevsel gruplar iceren Q-T polisiloksanlardan olusan
bir Grin ailesidir. Bu Grtnler mikemmel hidrofobik karakter sergiler ve emulgatoérler veya kdpuk kesiciler
olarak kullanilabilir.

XenLink™ en az bir reaktif islevsel grup ve bir hidrofobik islevsel grup iceren Q-T polisiloksanlardan olusan
bir Grin ailesidir; amfifilik karaktere sahip reaktif-hidrofobik bilesikler elde edilir.

XenBlu™ modifiye reaktif islevsel gruplarla tasarlanmis Q-T polisiloksanlardan olusan bir Grin ailesidir;
suda tam dagdilabilirligi ve mikemmel dispersiyon kararlihdint mdmkin kilar.

XenRes™ aktif bir recine bileseniyle birlestirilmis reaktif Q-T polisiloksanlardan olusan bir Grin ailesidir ve
hibrit bir polisiloksan recinesi olusturur (6rn. STP, epoksi, akrilat veya izosiyanat reginesi).

Q-tipi ] (=) o
etilsilikat ® @ o @ T-tipi 5|Iuln
tasiyic @ @ P4 @ monomerler

XenBlu™
suda dagilabilir

XenCure™ XenSlick™ XenLink™
reaktif iglevli hidrofobik ok iglevili

XenRes™U
o]

NCO
XenRes™ |

XenRes™H
NCO

XenRes™
hibrit regineler
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XenCure™

Reaktif islevsellige sahip Q-T polisiloksan malzemeler

XenCure™ malzemeleri, polimerik etilsilikat temelli, organo-silan reaktif islevsel gruplar iceren Q-T polisiloksan
dendrimer regineleridir. DasUk viskoziteli, neredeyse kokusuz, ¢cok diisik buhar basingli ve yiksek parlama noktali
sivilardir.

Q-T polisiloksanlarin islev tiiri, islevsel grup miktari ve silika icerigi gereksinimlerinize gore 6zellestirilebilir. ister
tek bir islevsellik, ister birden fazlasini tek Uriinde birlestirme gereksiniminiz olsun, size 6zel ¢ézUimler sunuyoruz.

PERFORMANS FAYDALARI

XenCure™ Urln ailesi, organik recineler ve polimer sistemlerinde yapisma ve kiirlenme 6zelliklerini iyilestirmek
Uzere tasarlanmistir. Urlinler 6zellikle asagidaki acilardan éne gikar:

Hizli kirlenme hizi

Capraz baglanma yetenedi

Metal ve mineral alt tabakalarda islanabilirlik ve yapismanin iyilestiriimesi

Polimer recine ile inorganik alt tabaka veya dolgu matrisi arasinda uyumlulastirma
Formulasyonlarin mekanik ¢zelliklerini ve dayanikliligini artirma

UYGULAMALAR

XenCure™ (riinleri son derece esnektir ve cok sayida uygulamaya uygundur. Ozellikle asagidaki uygulamalarda
formUlasyon bileseni olarak dneririz:

e Yapistiricilar ve sizdirmazlik malzemelerinde capraz baglayici, yapisma gelistirici ve dayaniklilik diizenleyici
e Kaucguk ve elastomer bilesiklerinde baglama ajani ve ¢capraz baglayici

e Mineral dolgulu, nemle kirlenen formulasyonlarda baglayici ve reaktif seyreltici

e Dolgular igin ylzey dizenleyici ve elyaf & tekstilde apre/finish bileseni

e Polimer islemlerinde proses yardimcisi ve reaktif capraz baglayici

e Termoplastik isleme ve sicak eriyik yapistiricilarda katki

URUN YELPAZESI
XenCure™ Urlinleri ve karsilik gelen islevsellikleri:
e XenCure™ A birincil amino
e XenCure™ A1/A2/A9 ikincil amino
e XenCure™ 2A aminoetil-amino
e XenCure™S merkapto
e XenCure™V vinil
e XenCure™G@G glisidoksi / modifiye glisidoksi
e XenCure™U metakriloksi

TUm XenCure™ drunleri, 0,15-1,70 mmol/g arahdinda islevsel grup ylklemesi ve %34-%46 silika icerigiyle sunulur.




XenSlick™

Alkil- aril- islevsellige sahip Q-T polisiloksan malzemeler

XenSlick™ arlnleri, polimerik etilsilikat temelli, reaktif olmayan islevsellikler asili Q-T polisiloksan dendrimer
recgineleridir. XenCure™ malzemelerine benzer; ancak T-silan birimlerinin islevselligi acgisindan farkhdir:
XenSlick™ urUnleri, reaktif islevler yerine hidrofobik alkil/aril gruplari tasir.

Q-T polisiloksanlarin islev tirQ, islevsel grup ylklemesi ve silika icerigi, ¢ok islevlilik dahil olmak Uzere
gereksinimlerinize gore 6zellestirilebilir

PERFORMANS FAYDALARI

XenSlick™ Gran ailesi, hidrofobik ézellikler kazandirirken yapisma é6zelliklerini iyilestirmek tGzere tasarlanmistir.
Urtnler ¢zellikle asagidaki acilardan 6ne cikar:

e Kendiliginden emidilsifiye olma

e Kaplamalarda ylzey 6zelliklerinin iyilestirilmesi

o Kopuk kesici 6zellikler

e Yagd-icinde-su / su-icinde-yag sistemleriyle uyumlu

e Soguk islem kabiliyeti (6rn. kozmetik formilasyonlarinda emulgatér olarak)
UYGULAMALAR

XenSlick™ bilesenleri cok cesitli uygulamalarda kullanilabilir. Ozellikle asagidaki kullanimlari éneririz:

e  Aktif hidrofob:
e Yuzey koruma
e Cimento hidrofobizasyonu
e Emilgator
e Su bazl emulsiyonlar
e Daditici (dispersan)
e Kaplamalar, lak ve verniklerde asagidakileri artirmak icin katki
e Cizilme ve asinma direnci
o Ylzey ozellikleri (parlaklik, strtiinme, ylzey serbest enerjisi)
e Termoplastik isleme, sicak eriyik yapistiricilar vb. icin katki

URUN YELPAZESI
XenSlick™ Granleri ve karsilk gelen islevsellikleri:
e XenSlick™™M metil
e XenSlick™ P propil
e XenSlick™ iB izo-butil
e XenSlick™ O oktil
e XenSlick™iO izo-oktil
e XenSlick™ X dodesil
e XenSlick™MR fenil

Tam XenSlick™ drtnleri, 0.15-1.70 mmol/g arahginda islevsel grup ylklemesi ve %34-%46 silika
icerigiyle sunulur.




XenLink™ ve Cok islevlilik

Karma islevsellige sahip Q-T polisiloksan malzemeler

Seceneklerinizi Genisletiyoruz

Siloxene platformu, bir Griinde birden fazla islevselligi bir araya getirmek icin 6zellestirilmis ¢éziimler sunar. ister
iki farkh reaktif islevsellik, isterse amfifilik bir ¢6zim veya iki farkli hidrofobik islev ariyor olun, triin platformumuz
gereksinimlerinize uyacak sekilde ayarlanabilir.

XenCure™ Cok islevli Uriinler \f*'

Cok islevli XenCure™ urlnleri, standart reaktif islevsel grup seceneklerinin
herhangi bir kombinasyonu ile hazirlanabilir. Ornekler:

e XenCure™ UA metakriloksi / birincil amino
e XenCure™VS vinil / merkapto S
e XenCure™UG metakriloksi / glisidoksi %

XenSlick™ Cok islevli Uriinler

Cok islevli XenSlick™ Grunleri, standart reaktif olmayan islevsel grug
seceneklerinin herhangi bir kombinasyonu ile hazirlanabilir. Ornekler:

e XenSlick™™ MO metil / oktil
e XenSlick™iBO izo-butil / oktil
e XenSlick™ MR metil / fenil

XenLink™ Cok islevli Uriinler

XenLink™ Grdnleri, en az bir reaktif (XenCure™) ve bir hidrof
(XenSlick™) iceren kombinasyonlardir. Ornekler:

e XenLink™ AO amino / oktil
e XenLink™ SR merkapto / fenil
e XenLink™ GM glisidoksi / metil

XenCure™ XenlLink™ XenSlick™
reaktif islevli cok islevli hidrofobik




XenBlu™

Suda dagilabilir Q-T polisiloksanlar

XenBlu™, su iki bicimde sunulan yeni bir Q-T polisiloksan dendrimer sinifidir:
e Kolloidal dispersiyonlarin kolay hazirlanmasi igin yogunlastiriimis, suda dagilabilir, kullanima hazir regineler
e Belirli parcacik boyutuna sahip, 6nceden hazirlanmis sulu kolloidal dispersiyonlar

Bu kolloidal yari saydam (¢ogu zaman maviye c¢alan renkte) dispersiyonlar, su ve alkoller iginde hazirlanip
seyreltilebilir. Klasik kolloidal silikaya kiyasla islevsellik izerinde esi goérilmemis bir kontrol saglarlar.

Kolloid muhendisligi uzmanlarimiz, gtvenilir kimyasal islev ve stabilite ile XenBIu™ sistemlerini cok cesitli
uygulamalarda en ylksek performansi saglayacak sekilde sunarlar.

2 3

PERFORMANS FAYDALARI

XenBlu™ riin ailesi, kullanima hazir Griin formunda yeni nesil islevsel kolloidal silika teknolojisi sunar. Baslica avantajlar:

e Metaller, mineraller ve polimerler genelinde en yiiksek yapisma

e  Su bazli formulasyonlarda islanabilirlik, film olusumu, kuruma ve dayanim tzerinde kontrol olanagi
e Ylzey etkin madde veya katki kullanmadan uzun dénemli stabilite

e VOC icermeyen, toksik olmayan ve etiket gerektirmeyen bilesim

e  Suda aninda hidroliz; bekleme slresi gerekmez

UYGULAMALAR

XenBlu™ Urlnleri icin 6nerilen kullanim alanlari:

e Asadidaki alt tabakalarda yapismayi artirmak icin 6n islem / donlisim kaplamasi
e  Aliminyum
e Celik
e Bakir
e Cimento
e Inorganik ve organik elyaflarda apre islemleri
e  Oksitler, cimentolar, seramikler vb. mineral malzemelerin aktivasyonu

URUN YELPAZESI
XenBIu™ Grunleri:

XenBlu™ CDC
XenBIlu™ CD
XenBlu™ EDC
XenBlu™ ED




XenRes™

Hibrit organik—polisiloksan recineler

XenRes™ E

XenRes™ E epoksi reginelerle modifiye
edilmis Q-T polisiloksanlardan olusan
hibrit bir recinedir. XenRes™ E asagidaki
avantajlari sunar:

Capraz baglanma yetenegi
Kirlenme hizinin iyilestirilmesi
Coklu malzeme uyumlulastirma
Yapisma gelistirici etki

XenRes™ E Urunleri; bisfenol-A diglisidil
eter, bisfenol-F diglisidil eter, Novolak
recineleri, sikloalifatik recineler ve
epoksitlenmis bitkisel yaglar gibi cesitli
standart recine siniflarinda sunulur.
XenRes™ E'yi asagidakiler dahil tim
epoksi recine uygulamalarinda éneririz:

Boyalar ve kaplamalar
Yapistiricilar
Kompozitler

Elektronik

Elyaf apreleme

XenRes™ H

XenRes™ H Q-T polisiloksan
teknolojisinin silanla sonlandiriimis
polimerlerle (STP) birlestirildigi hibrit
bir reginedir. XenRes™ H Grdnleri su
avantajlari sunar:

Ultra hizli nemle kirlenme

Metal, mineral ve gesitli polimer alt
tabakalarda mikemmel yapisma
Dayaniklilik ve gizilme direnci
Organotin icermeyen bilesim

XenRes™ H urunleri; farkli molekl
agirliklarinda polieter, politretan,
poliester ve akrilik STP omurgalari
Uzerinde; di- ve trimetoksisilyl ug
gruplarti ile gesitli kuplaj (baglama)
kimyalari segenekleriyle sunulur.
XenRes™ H'i asagidakiler dahil tim STP
uygulamalarinda éneririz:

Astarlar

Yapistiricilar ve sizdirmazlik
malzemeleri

Boyalar ve kaplamalar

Ortam nemiyle kirlenen baglayici
kimyasi




XenRes™ U

XenRes™ U polisiloksan teknolojimizi
akrilat veya metakrilat yapi taslaryla
birlestiren hibrit bir reginedir. Baslica
avantajlar:

e YiUksek ¢apraz baglanma yetenedi

e Radikal polimerizasyon
baglayicilarinda kar hizinin
iyilestirilmesi

e Polimer regine ile inorganik alt
tabaka/dolgu matrisi arasinda
uyumlulastirma

e Alt tabaka yapismasinin
iyilestirilmesi

XenRes™ U Urlnleri; yaygin diakrilat,
triakrilat ve trimetakrilat tipindeki reaktif
seyreltici 6nclllerine dayanan ¢ok
sayida varyantta sunulur. XenRes™ U’yu
UV ve radikal kiirlenen formulasyonlarda
Oneririz:

UV ile kirlenen fotopolimerler

3D baskiya uygun recineler
Boyalar, kaplamalar, laklar
Ambalaj mirekkepleri

Doymamis polyester veya vinil
ester recineleri gibi mineral dolgulu,
radikal kiirlenen sistemlerde arayiz
uyumlulastirici

XenRes™ |

XenRes™ | polisiloksan teknolojimizin
izosiyanat kimyasi ile modifiye
edilmesiyle elde edilen hibrit bir
recinedir. Baslica avantajlar:

Ultra disik monomerli
Kiarlenme hizinin iyilestirilmesi
Yerlesik yapisma gelistirici islev
Muikemmel mekanik 6zellikler

XenRes™ | Grlnleri; IPDI, HDI, TDI ve
MDI’nin biliret, trimer veya oligomerleri
gibi yaygin izosiyanat yapi taslariyla
olusturulmus reaktif adiikt formunda
sunulur. XenRes™ | kullanimini,
asadidakiler dahil politiretan, poliire ve
poliamit esasl uygulamalarda dneririz:

e Boyalar ve kaplamalar

e Yapistiricilar

e Tek bilesenli (1K) ve iki bilesenli
(2K) politiretan sistemler

e Poliliretan képukler

e Poliaspartik kaplamalar




Uriin Ailesi Teknik Ozellikleri

XenCure™

Reaktif islevsellige sahip polisiloksan malzemeler

Q-T

XenCure™ A XenCure™ A1/A2/A9

Ozellikler XenCure™ 2A XenCure™ S

islevsellik Birincil amin ikincil amin Aminoetil-amin Merkapto
Viskozite [cPs] 10 - 32 10-32 10-32 10-32
Yogunluk [g/cm3] 1.06 - 1.13 1.07 - 1.13 1.07 - 1.13 1.07 - 1.15
Molekil agirhigi [g/mol] 2000 - 4500 2000 - 4500 2000 - 4500 2000 - 4500
Kinlma indisi 1.406 - 1.415 1.405 - 1.413 1.405-1.413 1.408 - 1.417
islevsel grup yiiklemesi

[mmol/g] 0.15 - 1.66 0.15 - 1.50 0.15-1.52 0.15-1.62
Gardner rengi <3 <3 <3 <3
Parlama noktasi [°C] >061 >61 >61 >61
Asit-baz spektrumu* B B B B

Nem hassasiyeti** 0000 0000 0000 0000

Ozellikler

XenCure™ V

XenCure™ G

XenCure™ U

islevsellik

Viskozite [cPs]
Yogunluk [g/cm?3]
Molekdl agirligi [g/mol]

Kirilma indisi

islevsel grup yiiklemesi
[mmol/g]

Gardner rengi
Parlama noktasi [°C]
Asit-baz spektrumu*

Nem hassasiyeti**

Vinil

12-32

1.05-1.10

2000 - 4500

1.404 -1.412

0.15-1.75

<4

>61

* Asidik = A; Notr = N; Bazik = B
** Duyarh dedil = {; Yuksek neme reaktivite= (¢

Glisidoksi

14-32

1.03 - 1.08

2000 - 4500

1.408 - 1.415

0.15-1.52

<5

>061

00

Metakriloksi

14-32

1.04-1.08

2000 - 4500

1.410-1.421

0.15-1.49

<4

>61






XenSlick™

Alkil-aril islevsellige sahip Q-T polisiloksan malzemeler

Ozellikler

XenSlick™ M

XenSlick™ P

XenSlickklM R XenSlick™ iB

XenSlick™M O  XenSlick™ iO

islevsellik Metil Propil Fenil izo-Butil Oktil izo-Oktil
Viskozite [cPs] 10-32 10 - 32 10-32 10-32 10- 32 10-32
Yogunluk [g/cm?] 0.99-1.03 1.08-1.12 1.02 - 1.06 097-101 1.05-1.09 0.96-101
Molekul agirhg

g/mol) 2000 - 4500 2000 - 4500 2000 - 4500 2000 - 4500 2000 - 4500 2000 - 4500
Kirllma indisi 1.401-1.408 1.403-1.410 1.422-1427 1.403-1410 1.404-1412 1.404-1.411
if[!]i\l'esﬂe%ri“[pmmol/g] 015-179  015-159  015-161  015-156  015-143  015- 143
Gardner rengi <3 <3 <3 <4 <3 <3
Parlama noktasi [°C] >61 >61 >61 >61 >61 >61
Asit-baz spektrumu* N N N N N N

Nem hassasiyetit* 0 ¢ 0 0 0 0

XenRes™

Organik regine-polisiloksan hibritleri

XenRes™ H XenRes™ | XenRes™ U XenRes™ E

Ozellikler

Silanlasonlandiriimig

Recine tipi iy izosiyanat Akrilat/metakrilat Epoksi
Viskozite [cPs] PR 1500 - 5000 50 - 230 BER
Yogunluk [g/cm?3] 1.06-1.13 1.09 - 1.17 1.04-1.11 1.15-1.25
Kirilma indisi 1.423 - 1.438 1.454 - 1.458 1.432 - 1.443 1.555 - 1.560
Gardner rengi <4 <10 <3 <3
Parlama noktasi [°C] > 90 >80 >90 >90
Nem hassasiyeti** 0000 0000 00 000

Isik duyarlihgr** O 00 0000 0

* Asidik = A; Notr = N; Bazik =B
** Duyarh dedil = {); Yiksek neme reaktivite= (¢
*** Duyarli degil = §; Yuksek 1s1§a reaktivite=0{{ ¢







Urin Cozunarlagu

Cozuciiler * XenCure™  XenSlick™ XenLink™ XenRes™ U

Alkoller + + + + O O +
Alifatik hidrokarbonlar + + + + O + O
Aromatik hidrokarbonlar + + + + " + +
Esterler + + + - - O O
Eterler + + + + ) ¢ O
Glikoller ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ O O
Ketonlar + + + + + + +
Asetik asit + + + + ) I\ O
NMP + L - + 0 0 0
THF + + + + ¢ + ¢
Piridin + + + + ¢ ¢ ¢
Kloroform + + + + O + +
DMSO + + + + O + +
Su 0 0 0 0 0 0 0

* Coziinir = +; Uyumlu degil = ¢
Cozunurlik, ¢éztclnln bir polisiloksan Grine agirlikca 1:1 oraninda eklenmesini ifade eder.
XenBIu™ Urlnleri zaten su bazl formda oldugundan bu ¢ézinurlik gizelgesi onlar igin gecerli degildir.
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